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多模式组合抛光技术在光学加工中的应用
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摘要：介绍了将经典抛光方法与数控加工技术有机结合的多模式组合抛光技术。描述了多模式组合抛光的关键技术之

一，材料去除率仿真模型的建立方法。通过设置抛光盘因子和元件因子，多模式组合抛光的材料去除模型不仅包含抛光

模式、速度等加工参数，还将抛光模形状、边角效应、元件面形误差等因素对材料去除的影响一并考虑入内，可以根据抛

光阶段的不同，选择不同的仿真精度。实验发现，多模式组合抛光可以显著提高加工效率，并且具有较好的对中频误差

的抑制和修正能力。多模式组合抛光目前的应用水平大致为球面、平面元件的面形误差达到２０ｎｍ（ｒｍｓ），非球面元件

的面形误差达到３０～４０ｎｍ（ｒｍｓ）左右。结果表明，多模式组合抛光在大口径元件的光学加工方面具有较强的适用性和

很大的发展空间。
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１　引　言

　　随着光学设计、检测、加工和装调能力的发

展，光学元件的种类从球面、平面扩展至同轴非球

面、离轴非球面，元件的口径、相对口径也逐渐增

大。相应的，光学加工手段随着计算机技术、控制

技术的发展亦逐渐走向多元化，除传统的经典抛

光方法外，应力盘（ＳｔｒｅｓｓｅｄＬａｐ）
［１］、数控小磨头

（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ Ｏｐｔｉｃａｌ Ｓｕｒｆａｃｉｎｇ，

ＣＣＯＳ）
［２］、磁流变（ＭａｇｎｅｔｏｒｈｅｏｌｏｇｉｃａｌＦｉｎｉｓｈ

ｉｎｇ，ＭＲＦ）
［３］、离子束［４］、射流（ＦｌｕｉｄＪｅｔ）

［５］以及

其他抛光方法［６７］也相继出现，并在非球面加工方

面取得了相当程度的认可和广泛应用。

与经典抛光方法相比，数控加工技术对加工

技术人员的经验依赖性较低，具有较高的确定性

抛光程度，是光学加工方法的发展趋势之一。经

典抛光方法则由于采用较大抛光盘，加工效率较

高，元件整体面形也较为平滑。针对经典抛光方

法和数控加工技术的特点，李俊峰等人对有机结

合了上述两种方法优点的多模式组合抛光技术进

行了研究，并在２００７年公开发表的文献中介绍了

长春光机所在多模式组合抛光技术方面的最新进

展［８］，他们的工作已在一定程度上将数控技术融

合到经典抛光方法中，使经典抛光方法的确定性

抛光能力得到较大提高。之后，国外也出现了类

似方法的报道［９］。

本文主要对多模式组合抛光的关键技术之

一，材料去除率仿真模型的建立方法进行了研究。

通过将各个抛光模式、参数以及面形误差、边角效

应等因素整合为抛光盘因子和元件因子，计算任

意时刻的材料去除率，并在抛光时间内积分获得

材料去除量。实验显示，多模式组合抛光可以显

著提高加工效率，并具有较好的抑制和修正中频

误差的能力。

２　多模式组合抛光技术简介

　　多模式组合抛光技术是一种结合了两种或多

种不同抛光方法，或者利用同一种抛光方法的两

个或多个抛光头同时工作的光学加工方法。现阶

段应用更多的是采用经典抛光方法使两个抛光头

并联工作，通过选择合适的抛光模式和参数达到

预定的抛光效果，如图１所示。图中主抛光头由

经典修带抛光机负载，其载荷较大但工作模式相

对单一；副抛光头为自制的ＪＰ０１型抛光机械

手［１０］，可以通过伺服电机在较大范围内实现任意

路径、速率等抛光参数的自动化控制。

图１　多模式组合抛光Φ５１０ｍｍ离轴抛物镜

Ｆｉｇ．１　ＭｕｌｔｉｍｏｄｅｃｏｍｂｉｎｅｄｐｏｌｉｓｈｉｎｇｆｏｒａΦ５１０

ｍｍｏｆｆａｘｉｓｐａｒａｂｏｌａ

多模式组合抛光技术采用如下步骤进行操

作，如图２所示。首先建立基础的材料去除率模

型；然后根据实际抛光参数进行模型参数设置，对

元件进行简单的验证性抛光，将仿真材料去除量

与实际抛光结果进行比对；差异较大时修改模型

参数，重新进行验证性抛光、材料去除量比对直至

仿真结果与实际的相符程度达到要求；最后，根据

修正完毕的材料去除率数学模型，针对元件的面

形误差，选择合适的工艺参数进行确定性抛光，并

与光学检测迭代多次完成元件的光学加工。

图２　多模式组合抛光技术操作流程

Ｆｉｇ．２　Ｆｌｏｗｃｈａｒｔｏｆｍｕｌｔｉｍｏｄｅｃｏｍｂｉｎｅｄｐｏｌｉｓｈｉｎｇ

ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

多模式组合抛光的关键技术之一是建立材料

去除率的数学模型，此模型的准确程度很大程度

上决定了确定性抛光结果与预期效果之间的吻合

程度。因此，对多模式组合抛光技术中的材料去

除率做更多分析是必要的。
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３　多模式组合抛光技术中的Ｐｒｅｓ

ｔｏｎ方程

３．１　犘狉犲狊狋狅狀方程中的抛光要素

Ｐｒｅｓｔｏｎ于１９２７年提出了其著名的假设，并

成为现今各种数控光学加工的理论基础。根据

Ｐｒｅｓｔｏｎ方程，光学加工的材料去除率可以表示

为：

ｄ犣（狓，狔，狋）

ｄ狋
＝犓·狆（狓，狔，狋）·狏（狓，狔，狋），（１）

其中，犣（狓，狔，狋）为狋时刻位置（狓，狔）处的元件表

面高度；犓 为抛光常数，与元件材料、抛光模材

料、抛光粉的成分粒度、抛光液的浓度ｐＨ值以及

抛光时的温度湿度等因素有关；狆（狓，狔，狋）为狋时

刻（狓，狔）处的压强；狏（狓，狔，狋）为狋时刻（狓，狔）处抛

光盘与元件的相对速率。

当假设抛光盘在整个抛光区域的任意单位时

间内具有相同的去除函数犚（狓，狔），即假设抛光

符合线形空间不变性质时，元件的材料去除量为

Δ犣（狓，狔）＝犚（狓，狔）犇（狓，狔）， （２）

其中，犇（狓，狔）为抛光盘在位置（狓，狔）处的驻留时

间，表示二维空间卷积。数控小磨头等数控

加工技术较多的采用这一假设，并利用实测获取

去除函数，通过控制驻留时间达到预定的材料去

除量。

多模式组合抛光技术由于采用较大磨头进行

抛光，不同抛光区域内的去除函数具有较大差别，

不再满足空间不变性质，这一点在加工非球面特

别是相对口径较大的非球面时尤为明显。因此，

与数控小磨头等技术不同，多模式组合抛光技术

将关注重点转为狋时刻抛光盘对整个元件区域的

材料去除率犠（狓，狔，狋），通过在整个抛光过程中

的时间积分得到材料去除量，即

Δ犣（狓，狔）＝∫狋犠（狓，狔，狋）ｄ狋， （３）

其中，犠（狓，狔，狋）仍然由抛光常数犓、压强狆和相

对速率狏构成，

犠（狓，狔，狋）＝犓·狆（狓，狔，狋）·狏（狓，狔，狋）．（４）

３．２　多模式组合抛光球面、平面时的犘狉犲狊狋狅狀方

程设定

假设狋时刻（狓，狔）处的抛光盘速度分解至狓

和狔方向的速率分别为（狏Ｌ狓（狋），狏Ｌ狔（狋）），元件的

速度分别分解为（狏Ｗ狓（狋），狏Ｗ狔（狋）），则两者的相对

速率为

狏（狓，狔，狋）＝ （狏Ｌ狓（狋）＋狏Ｗ狓（狋））
２＋（狏Ｌ狔（狋）＋狏Ｗ狔（狋））槡

２ ．

（５）

　　出于安全因素的考虑，元件的速度一般不易

过快，为了提高抛光效率，通常利用抛光盘的自转

增大与元件的相对速率，因此实际应用中抛光盘

的自转成为常用的工艺模式。

为了将抛光的工艺参数融入Ｐｒｅｓｔｏｎ方程，

多模式组合抛光技术中的压强狆的设置相对复

杂，包含抛光盘因子狆Ｌ 和元件因子狆Ｗ，

狆（狓，狔，狋）＝狆Ｌ（狓，狔，狋）·狆Ｗ（狓，狔，狋）． （６）

　　抛光盘因子和元件因子设有初始值，并分别

根据抛光盘和元件的平移、旋转进行相应的齐次

坐标变换后相乘得到狋时刻的Ｐｒｅｓｔｏｎ压强。利

用 Ｍａｔｌａｂ进行乘积运算时，要求各因子在相同的

矩阵维数下进行，因此还必须对齐次坐标变换后

的各因子项进行扩展。抛光盘和元件因子的初始

值可以设定如下。

３．２．１　抛光盘因子

抛光盘因子包括抛光盘和抛光模形状因子

狆Ｌ０以及抛光盘压强因子狆Ｌ
狆
，

狆Ｌ（狓，狔）＝狆Ｌ０（狓，狔）·狆Ｌ狆（狓，狔）． （７）

３．２．１．１　抛光模形状因子

为了抛光液的分布均匀，抛光模上通常刻有

不同形状的沟槽。假设抛光模的沟槽不具有抛光

能力，材料的去除只在抛光模与元件的接触区域

发生，

狆Ｌ０（狓，狔）＝
１，抛光模与元件接触

０，
烅
烄

烆 抛光模不与元件接触
．（８）

常用的几种抛光模形状如图３所示。

３．２．１．２　抛光盘压强因子

根据抛光盘压力施加方式的不同，一般可以

将抛光盘压强设定为余弦型或者高斯型。余弦型

可以表示为

狆Ｌ狆＝狆Ｌ狆０·ｃｏｓ（ａｒｃｓｉｎ（狉Ｌ／犚））， （９）

其中，狆Ｌ狆０为抛光盘中心点压强，狉Ｌ 为抛光盘各点
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（ａ）圆形　　　　　　　　　（ｂ）方形

（ａ）Ｃｉｒｃｕｌａｒｓｈａｐｅ　　　　　（ｂ）Ｒｅｃｔａｎｇｕｌａｒｓｈａｐｅ

（ｃ）其他形状

（ｃ）Ｏｔｈｅｒｓｈａｐｅｓ

图３　常用的抛光模形状

Ｆｉｇ．３　Ｕｓｕａｌｓｈａｐｅｓｏｆｐｉｔｃｈ

与抛光盘中心点的距离，Ｒ为抛光盘曲率半径。

高斯型可以表示为

狆Ｌ狆＝狆Ｌ狆０· ｅｘｐ －
狉２Ｌ
２σ（ ）（ ）２

ψ

， （１０）

其中，σ为高斯函数的标准差，ψ为高斯型压强的

调制参数。这两种抛光盘压强分布如图４所示。

　　　　（ａ）余弦型　　　　　　　（ｂ）高斯型　　　　

（ａ）ｃｏｓｉｎｅｔｙｐｅ　　　　　　　（ｂ）Ｇａｕｓｓｔｙｐｅ

图４　抛光盘压强分布

Ｆｉｇ．４　Ｐｒｅｓｓｕｒｅｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｏｆｐｏｌｉｓｈｉｎｇｌａｐ

高斯型压强分布与一般的高斯型静态抛光去

除函数［１１］比较吻合，但是当抛光盘曲率半径相对

于抛光盘尺寸较小时，余弦型压强分布的趋势更

强。具体设置时，可以根据实际情况对这两种分

布进行选择，或者结合使用。

３．２．２　元件因子

元件因子包括边角效应因子狆Ｗｅ和面形因子

狆Ｗｆ，

狆Ｗ（狓，狔）＝狆Ｗｅ（狓，狔）·狆Ｗｆ（狓，狔）． （１１）

３．２．２．１　边角效应因子

边角效应因子的设置主要对应于经典抛光方

法经常出现的元件塌边现象，即接近元件边缘区

域的材料去除率要比元件中间的大，矩形元件两

边交汇的角处更大。圆形元件的边角效应可以表

达如下：

狆Ｗｅ＝２－（１－狉φＬ０）
１／φ， （１２）

其中，狉Ｌ０为归一化后的狉Ｌ，φ为边角效应的调制

参数，可以控制边角效应的区域大小。椭圆和方

形元件的表达式与圆形元件类似，如图５所示。

（ａ）圆形元件　　　　　　　（ｂ）方形元件

（ａ）Ｃｉｒｃｕｌａｒｗｏｒｋｐｉｅｃｅ　　　（ｂ）Ｒｅｃｔａｎｇｕｌａｒｗｏｒｋｐｉｅｃｅ

图５　不同形状元件的边角效应因子

Ｆｉｇ．５　Ｅｄｇｅｅｆｆｅｃｔｆａｃｔｏｒｓｏｆｄｉｆｆｅｒｅｎｔｗｏｒｋｐｉｅｃｅｓ

３．２．２．２　面形误差因子

采用较大磨头进行加工时，抛光范围往往覆

盖元件面形误差区别较大的不同区域。根据实际

的抛光结果，元件面形呈现高点区域的材料去除

率往往要比低点处大，这在高、低点差别即局部面

形的ＰＶ值较大并且位置比较接近时尤为明显。

根据这种经典抛光特点，根据元件面形误差对元

件因子进行修正是合理的。

３．３　多模式组合抛光非球面时的犘狉犲狊狋狅狀方程

设定

当加工元件为球面、平面时，元件表面的任意

区域均符合回转对称性质，当抛光模的曲率半径

与元件的曲率半径一致，抛光盘和元件自转时的

抛光模仍然可以保持与元件的贴合。与球面和平
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面不同，非球面元件只有在光轴处符合回转对称

性质，理论上抛光盘只有停留在元件光轴处自转

才能保持与元件的贴合。但此时中心点的相对速

率为零，中心点附近的材料去除率很低，容易出现

抛光无力的所谓“死点”，这对光学加工是极为不

利的，实际应用中会尽量避免抛光盘中心长时间

停留在光轴附近。根据范成法原理，抛光盘覆盖

在其他区域时会出现将元件向着球面抛光的趋

势。假设抛光模的曲率半径为非球面的最佳比较

球面半径，将非球面度设定为面形误差因子的附

加项是合理的。需要注意的是，面形误差因子或

者附加了非球面度的面形误差因子的各个分量的

物理意义不同，需要做不同的处理。

３．３．１　常数项（Ｐｉｓｔｏｎ）

抛光的材料去除量总是大于等于０，因此首

先必须对面形误差附加一个常数项使之没有负

值。另外较大磨头工作时，元件面形误差最低点

的位置往往也伴随着高点产生材料的去除量，因

此，还需要对面形误差增加一个适当的基础权值

性质的常数项，其大小与面形误差、抛光模材料硬

度、抛光盘压强等诸多因素有关。例如在本论文

涉及到的实践中，高点与低点区域的材料去除量

在５∶４左右，基础权值按照此原则并根据面形误

差大小进行设置。

３．３．２　倾斜（Ｔｉｌｔ）

抛光盘与压力施加装置之间大多都有万向连

轴节机构，可以实现较大角度范围内的倾斜以保

持与元件的贴合，因此面形误差中的倾斜分量通

常是可以去除的。

３．３．２　光焦度（Ｐｏｗｅｒ）

根据Ｚｙｇｏ公司 ＭｅｔｒｏＰｒｏ软件的定义，面形

误差中的光焦度表征检测面与参考面之间在曲率

半径上的偏离。当抛光盘采用自转工作模式时，

抛光模保持为某一曲率半径的球面。为了方便根

据需要改变形状等目的，抛光模通常采用沥青等

硬度较低的材料制备，加工过程中抛光模可以在

一定程度上随着工件光焦度的变化自动调整自身

的曲率，因此一般情况下面形误差因子中的光焦

度分量是可以去除的。但是当抛光盘工作区域内

的光焦度差别较大并且抛光盘的移速、摆速较大

时，抛光模的曲率调整跟不上元件面形的光焦度

变化，将光焦度完全去除会产生较大的仿真误差，

这也是非球面尤其是深焦比非球面的加工难点之

一。

图６（ａ）为检测给出的元件面形误差，图６（ｂ）

为经过上述方法去除倾斜和光焦度并设置了适当

常数项后的元件面形误差因子。

（ａ）处理前　　　　　　（ｂ）处理后

　　（ａ）Ｂｅｆｏｒｅｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　　　　（ｂ）Ａｆｔｅｒｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　　

图６　元件面形误差因子

Ｆｉｇ．６　Ｓｕｒｆａｃｅｅｒｒｏｒｆａｃｔｏｒｏｆｗｏｒｋｐｉｅｃｅ

当元件的整体面形误差呈现缓慢但一致性较

强的变化趋势时，抛光盘覆盖区域内的局部面形

误差有时自身又会含有较大的倾斜、光焦度或者

常数项分量。以光学加工中经常出现的初级像散

为例，图７（ａ）为一个去除了倾斜和光焦度并设置

好了常数项的像散形面形误差；（ｂ）和（ｃ）为在抛

光盘不同的覆盖范围内从整体误差中直接提取出

的局部误差，两个局部面形误差的常数项权值具

有很大不同；（ｄ）为对局部误差（ｃ）的常数项重新

设置后的面形误差；（ｅ）为进一步去除了倾斜和光

焦度后的面形误差。可以看出（ｅ）和（ｃ）具有明显

不同，直接提取于整体误差的局部面形误差因子

含有较大的倾斜和光焦度分量以及不合理的常数

项，如果不对抛光盘工作区域覆盖范围内的局部

面形误差因子做处理可能给仿真结果带来较大的

误差。但是，对每一个时刻狋的局部误差都重新

进行倾斜、光焦度和常数项的处理是极其消耗运

算时间的，有时可能也没有必要。在元件面形误

差很大的抛光初期，可以从已经运算好并建立起

来的数据库中经验性的提取一些加工参数，多次

积累以后，仿真效果还是令人满意的。
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（ａ）元件区域

（ａ）Ｗｏｒｋｐｉｅｃｅａｒｅａ

（ｂ）抛光区域　　　　　（ｃ）抛光区域

（ｂ）Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇａｒｅａ　　　　（ｄ）Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇａｒｅａ

（ｄ）重新设置了常数项的　（ｅ）重新设置了常数项并去除了

抛光区域 倾斜和光焦度的抛光区域

（ｄ）Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇａｒｅａｗｉｔｈ　 （ｅ）Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇａｒｅａｗｉｔｈｐｉｓｔｏｎ

ｐｉｓｔｏｎｒｅｓｅｔ ｒｅｓｅｔａｎｄｔｉｌｔａｎｄｐｏｗｅｒ

ｒｅｍｏｖｅｄ

图７　像散形面形误差因子的处理

Ｆｉｇ．７　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇｆｏｒｓｕｒｆａｃｅｅｒｒｏｒｆａｃｔｏｒｏｆａｓｔｉｇｍａ

ｔｉｓｍｌｉｋｅｓｕｒｆａｃｅ

４　仿真与实验

４．１　抛光模形状对材料去除率的影响

光学加工尤其是非球面加工中，根据面形误

差选用不同形状的抛光模是比较常用的技巧。现

假设使用一个口径为Φ１００ｍｍ的圆形抛光盘对

口径为Φ２４０ｍｍ的圆形球面元件进行抛光，元件

面形误差如图６所示。在其他各项参数均相同的

情况下，抛光模的形状对材料去除量具有较大的

影响，如图８所示。由于运算周期内的时间采样

频率不足造成材料去除量数据点稍有残缺，但是

整体的预抛光效果还是有明显不同。图８（ａ）所

示的圆形抛光模产生的材料去除量与元件面形误

差更加吻合，可以有效地对元件中心和两个环带

进行材料去除，采用圆形抛光模和其他的仿真参

数进行抛光应当可以达到较好的效果。另外，元

件面形的高、低点的影响也有所体现，元件的正

上、正下区域较同一环带的材料去除率更高。

（ａ）圆形抛光模及其材料去除量

（ａ）Ｃｉｒｃｕｌａｒｐｉｔｃｈａｎｄｉｔｓｍａｔｅｒｉａｌｒｅｍｏｖａｌｆｕｎｃｔｉｏｎ

（ｂ）花形抛光模及其材料去除量

（ｂ）Ｆｌｏｒｉａｔｅｄｐｉｔｃｈａｎｄｉｔｓｍａｔｅｒｉａｌｒｅｍｏｖａｌｆｕｎｃｔｉｏｎ

图８　抛光模形状对材料去除量的影响

Ｆｉｇ．８　Ｍａｔｅｒｉａｌｒｅｍｏｖａｌｆｕｎｃｔｉｏｎｓｏｆｄｉｆｆｅｒｅｎｔｐｉｔｃｈｓｈａｐｅｓ

４．２　元件面形的实时变化对材料去除率的影响

材料的去除现象在整个光学加工的过程中一

直发生，抛光的材料去除率也随着实时变化的元

件面形而改变。为了更加准确地对长时间连续抛

光的材料去除量进行仿真，对元件的面形误差进

行循环式的重置是有必要的。仍以图６的元件面

形为例，在各个参数均不变的情况下，图９（ａ）为

循环重置面形误差因子后的仿真材料去除量，与

图８（ａ）有较大的差别。图９（ｂ）为剩余面形残差。

采用仿真参数进行实际光学加工前后的检测结果

如图１０所示。图１０（ａ）为加工前的元件面形误

差，与图６（ｂ）相同；图１０（ｂ）为加工后的元件面

形，与图９（ｂ）的仿真结果基本一致。与对局部误

差的处理类似，采用循环的面形误差因子重置可

以提高仿真精度，但是极大降低了仿真效率。随
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着面形误差的收敛，每次的抛光时间逐渐缩短，检

测频率增加，在抛光中后期不采用循环重置的仿

真效果一般也能达到实用要求。

（ａ）材料去除量　　　　　　（ｂ）面形残差结果

（ａ）Ｍａｔｅｒｉａｌｒｅｍｏｖａｌｆｕｎｃｔｉｏｎ　（ｂ）Ｒｅｓｉｄｕａｌｓｕｒｆａｃｅｅｒｒｏｒ

图９　循环重置面形误差因子后的结果

Ｆｉｇ．９　Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｒｅｓｕｌｔｓａｆｔｅｒｒｅｓｅｔｉｎｇｓｕｒｆａｃｅｅｒｒｏｒｆａｃｔｏｒ

（ａ）加工前　　　　　　　　（ｂ）加工后

（ａ）Ｂｅｆｏｒｅｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　　　　　　（ｂ）Ａｆｔｅｒｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ

图１０　面形检测结果

Ｆｉｇ．１０　Ｓｕｒｆａｃｅｅｒｒｏｒｓ

４．３　多模式组合抛光对中频误差的抑制

对于已经产生的中频误差，可以利用面形高

点的材料去除率大于低点的去除率，采用较大抛

光盘进行跨带式的抛光，这是传统的经典抛光在

中频误差性能方面的优势。对于非球面加工，较

小的抛光盘与元件表面吻合程度较好，可以采用

较高的平移、摆动以及自转速度等工艺参数有效

地提高抛光效率。但是较小抛光盘的抛光路径接

合处往往出现面形的不平整，比较容易引起中频

误差。采用多模式组合抛光，可以在较小抛光盘

的路径接合区域使用一个较大的抛光盘进行材料

的整体去除。虽然较大抛光盘的摆速、转速等都

受到非球面度的制约，只能提供较低的抛光效率，

但是根据元件面形对材料去除率的影响，较大抛

光盘还是可以实时地对中频误差产生抑制作用。

从实际工程来看，这种方法取得的效果往往比大、

小抛光盘的交替串联工作要好，这一点也成为多

模式组合抛光技术的独特优势。

５　工程应用

　　多模式组合抛光技术已经成功应用于地基高

分辨率成像望远镜试验系统的主、次镜光学元件

加工中。其中，主镜为Φ１２３０ｍｍ、犉／１．５的凹双

曲面，次镜为Φ３１５ｍｍ、犉／１．８的凸双曲面，其非

球面度最大值分别为０．０７７ｍｍ和０．０３３ｍｍ，分

布如图１１所示。

（ａ）主镜

（ａ）Ｐｒｉｍａｒｙｍｉｒｒｏｒ

（ｂ）次镜

（ｂ）Ｓｅｃｏｎｄａｒｙｍｉｒｒｏｒ

图１１　Φ１２３０ｍｍ系统元件的非球面度分布

Ｆｉｇ．１１　ＡｓｐｈｅｒｉｃｉｔｙｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｏｆｍｉｒｒｏｒｓｉｎΦ１２３０

ｍｍｓｙｓｔｅｍ

主镜采用 Ｏｆｆｎｅｒ式补偿器进行零位检测并

独立加工；其镀膜后与次镜组成望远镜系统，通过

检测中心视场的系统波像差进行次镜的光学加

工。主、次镜的初抛光阶段元件面形误差超出数
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字干涉仪量程，因而可先利用刀口仪检测，面形误

差达到一定精度后再转入干涉检测的精抛光阶

段。主镜的初抛光阶段以及精抛光阶段前期利用

ＤＪ１６００型修带抛光机和ＪＰ０１型抛光机械手进

行多模式组合抛光，面形误差迅速收敛至３０ｎｍ

（ｒｍｓ）
［１２］，并且较为平整，具有较好的中频误差特

征，如图１２所示。最后采用传统的经典抛光方法

进行修磨，最终主镜面形精度优于１５ｎｍ（ｒｍｓ）。

主镜镀膜后重新安装支撑，由于心轴以及边缘部

件施力状态的改变，面形误差略微降低。望远系

统搭建后开始次镜的光学加工，利用数控改造后

的ＪＭ０３０．２Ａ抛光机对次镜进行多模式组合抛

光，如图１３所示。最终次镜的面形精度没有降低

系统波像差性能。

图１２　Φ１２３０ｍｍ主镜采用多模式组合抛光后的面

形误差分布

Ｆｉｇ．１２　ＳｕｒｆａｃｅｅｒｒｏｒｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｏｆΦ１２３０ｍｍｐｒｉ

ｍａｒｙｍｉｒｒｏｒａｆｔｅｒｍｕｌｔｉｍｏｄｅｃｏｍｂｉｎｅｄｐｏｌ

ｉｓｈｉｎｇ

图１３　Φ３１５ｍｍ次镜的多模式组合抛光

Ｆｉｇ．１３　ＭｕｌｔｉｍｏｄｅｃｏｍｂｉｎｅｄｐｏｌｉｓｈｉｎｇｆｏｒΦ３１５ｍｍ

ｓｅｃｏｎｄａｒｙｍｉｒｒｏｒ

　　实践总结可以发现，多模式组合抛光在初抛

光阶段的效果往往要优于精抛光阶段。随着面形

误差的逐渐收敛，非球面度在面形误差因子中所

占的比例逐渐增大，精抛光阶段使用较大的抛光

盘时，材料去除率往往与局部非球面度的分布比

较接近。因此，精抛光阶段使用较大抛光盘的难

度相对较高，通常只能采用较低的平移和摆动速

度使得抛光模具有更大的形状调整能力，并采用

很低的自转速度甚至停止自转，避免出现范成法

形成的球面抛光模。

６　结　论

　　本文提出了通过将各个抛光模式、参数以及

面形误差、边角效应等因素整合为抛光盘因子和

元件因子，计算任意时刻的材料去除率并在抛光

时间内积分，从而获得多模式组合抛光技术的材

料去除量。这种仿真方法可以应用于球面和平面

元件的光学加工，使得多模式组合抛光技术对大

口径的球面和平面元件具有很强的适用性。通过

将非球面度作为面形误差因子的附加项处理，多

模式组合抛光的仿真范围扩展至非球面元件的光

学加工。对于非球面加工，多模式组合在初抛光

阶段显示出极高的抛光效率。随着元件面形的收

敛，较大抛光盘的使用难度逐渐增大，并且随着元

件材料去除残量的逐渐减少，多磨头并联工作的

效率优势相对降低。根据元件通光口径、相对口

径等参数的不同，目前多模式组合抛光技术所能

达到的适用程度大致为球面和平面的面形精度达

到２０ｎｍ（ｒｍｓ）左右、非球面元件面形精度达到

３０～４０ｎｍ（ｒｍｓ）左右。对于精度要求更高的精

加工，通常仍然采用传统的经典抛光方法。但是

得益于初抛光阶段对中频误差较好的抑制能力，

最终的元件面形也往往体现出较好的中频误差特

征，这也成为多模式组合抛光技术的独特技术

优势。
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对基体材料镉镍铁合金６００和镀多层ＴｉＡＩＮ／ＴｉＮ涂层的激光表面处理在基础研究和实际应用中

有着很好的前景。观察了由超短脉冲（ｆｓ和ｐｓ）和短脉冲（ｎｓ）激光器引起的镉镍铁合金６００和ＴｉＡＩＮ／

ＴｉＮ镀层的表面变化。三种激光都能使靶面发生形态改变，超短脉冲的破坏轮廓更清晰。相比于ｐｓ激

光脉冲，ｆｓ激光脉冲能产生更剧烈的破坏。同时与产生半球体形状的ｐｓ激光束相反，ｆｓ激光脉冲产生

的破坏斑是圆锥形的。ｎｓ脉冲辐照时热效应占支配地位。
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